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报告摘要： 

椭偏仪是一种测量偏振光状态改变的重要光学仪器，广泛应用于材料光学常数、薄

膜厚度及表面特性表征。其中，穆勒矩阵椭偏仪代表了椭偏仪的最高水平，可以获得一

个 4×4 阶的穆勒矩阵共 16 个参数，因此可以获得更为丰富的测量信息。本报告首先

介绍传统椭偏测量的基本原理及其在多层光学薄膜表征中的应用。接下来阐述本课题

组在基于穆勒矩阵椭偏仪的纳米结构形貌测量方面的最新研究进展，包括自主研制的

国内第一台高精度宽光谱穆勒矩阵椭偏仪、面向椭偏散射数据分析的计算测量基本概

念与求解策略、以及穆勒矩阵椭偏仪在纳米结构薄膜测量中的典型应用实例。最后探讨

椭偏测量在 OPV、OLED 等柔性电子新材料与新工艺研发及大面积薄膜在线监测中的

潜在应用。 
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Lett.、Opt. Express、Opt. Lett.等期刊发表 SCI 学术论文 75 篇；重要国际会议做大会/特



 

邀报告 13 次；担任组委会主席，于 2014 年 11 月在武汉组织召开了“第一届全国椭圆

偏振光谱学研讨会”。 
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